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Keksinnon nimitys - Uppfinningens bendmning

i 1idi idi in tarkkailemiseksi
3 fosforilla seostetun piidioksidikalvon kas!atusprosessm " st
'ggr;?:i]a:;e g;r k:)ntroﬂering av en tillvixtprocess for en med fosfor dopad kiseldioxidfilm

Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinndn kohtecna on menetelmd fosfo-
rilla seostetun piidioksidiohutkalvon
kasvatusprosessin tarkkailemiseksi, joka
menetelmd kdsittdd ndyteohutkalvon kas-
vattamisen tarkkailtavalla kasvatuspro-
sessilla substraatin pinnalle ja ohut-
kalvon suhteellisen fosforipitoisuuden
mddrittamisen. Fosforipitoisuuden mad-
rittdmisen nopeuttamiseksi, yksinker-
taistamiseksi ja sen tarkkuuden lis#&-
miseksi esills olevassa keksinndssa ndy-
teohutkavo kasvatetaan piitd sisdlts-
mattomdstd materiaalista valmistetulle
substraatille, jolloin on mahdollista
mitata rontgenfluoresenssimenetelmdlls
erikseen sekd fosforin ettd piin fluore-
senssisdteilyn intensiteetit ja ma&rit-
tdd fosforin suhteellinen osuus ohut-
kalvossa ndiden mitattujen intensiteet-
tien suhteena. Menetelmid kalibroidaan
valmistamalla samanlaiselle substraatil-
le tunnetut profiili/pii-suhteet sisal-

tdvdt standardikalvot.

Uppfinningen avser ett fdrfarande for
kontroll av tillvdxtprocessen i en med
fosfor dopad kiseldioxidfilm, vilket
fO0rfarande omfattar framstdllning av en
provtunnfilm p& ytan av ett substrat
medelst den tillvdxtprocess, som skall
kontrolleras, och bestdmning av tunn-
filmens relstiva fosforhalt. F6r att
gbra snabbare och fdrenkla bestdmningen
av fosforhalten och ddrvid hdja preci-
sionen framstdlls i féreliggande
uppfinning en provtunnfilm pad ett
substrat, som ej innehdller kisel, var-
vid det d4r m8jligt att medelst réntgen-
fluorescensférfarande sdrskilt mita
fluorescensstralningens intensitet sa-
vdl i fosforn som i kiseln och bestimma
fosforns relativa andel i tunnfilmen i
férhdllande till dessa mitta intensite-
ter. Fdrfarandet kalibreras genom fram-
stdllning av standardfilmer med kdnda
profil/kisel-férhadllanden p& samma

slags substrat.
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